Priloha ¢. 4.7 — Technicka $pecifikacie pre CAST 7

1. Laboratorium materialového vyskumu

1.1 Vakuovy naparovaci systém

Vakuovy naparovaci systém na vysoké vakuum s hraniénym tlakom min 2.10-5 Pa (prevazne na medenych tesneniach) s bezolejovym Cerpacim
systémom (turbomolekularna vyveva, scroll vyveva) a meranim tlakov (od atmosféry az do min 10-6 Pa) obsahujtici odporové naparovanie (min
2ks nezévislych lodi¢iek) a naparovanie pomocou elektronového zvazku (min 4 zasobnikov s moznostou in-situ automatickej rotacie). Vakuova
depozicna komora musi byt rozdelend na dve casti, jedna Cast’ pre drziak vzoriek a druhd pre depozi¢né zdroje, oddelena ventilom so
samostatnym pristupom. Steny komory musia byt chladené vodou. Stcastou komory musi byt predkomora na vkladenie vzoriek oddelena
ventilom s nezavislym bezolejovym ¢erpacim systémom s hranicnym tlakom min 1.10-5 Pa (turbomolekularna vyveva, scroll alebo membranova
vyveva) a meranim tlakov (od atmosféry do min. 10-6 Pa), drziaky vzoriek na vel'ké substraty s minimalnym rozmerom vzorky 2 ako aj vzorky
rozmerov 1x1 cm s vyhrevom do 950 OC (pre 2 ako aj 1x1 cm vzorky) a s automatickym meranim a riadenim teploty umoziujtci sucasni
automatick rotaciu a naklon vzorky pocas depozicie. Naparovaci systém musi umoznovat’ sti¢asni depoziciu pomocou odporového naparovania
a pomocou elektronového zvizku s nezédvislou kontrolou naparovacej rychlosti (2 ks monitor naparovacej rychlosti), musi mat’ moZnost
automatického napustania plynov do komory, obsahovat’ tienidlo, ionovy Ar zdroj s energiou min 200eV na Cistenie vzoriek pred depoziciou.
Riadiaci kontrolny systém musi umoziovat plni kontrolu a riadenie vsetkych procesov, automatické riadenie ko-depozicie a depozicie
multivrstiev, kontrolu a riadenie vakuového systému, ventilov a mierok, napajacich zdrojov pre depozi¢né systémy, vyhrevu vzoriek a tienidiel.
Zariadenie musi mat’ vSetky potrebné licencie bez Casového a vecného obmedzenie, spotrebny material na min. 2 roky prevadzky.

nazov parametra

Vysokovakuova depozicnd komora (DK) s hrani¢cnym
tlakom

Rychlost’ natekania do DK

Bezolejovy vakuovy systém pre DK s ¢erpacou
rychlost’ou pre N2

Meranie tlaku DK v rozsahu

naparovanie pomocou elektronového zvizku zo
zasobnikov s moznost'ou in-situ automatickej rotacie
odporové naparovanie z 2ks nezavislych lodi¢iek
(cievok)

Sucasna depozicia z odporového a elektrénového zdroja

minimalne poZadované parametre

2x107 mbar

5x10® mbar I/s
1150 I/s

102 -5x10° mbar
4 ks x 7 ccm zasobnik

ano

ano

uchidzacom predkladané parametre

2x107 mbar

5x10¢ mbar I/s
1150 /s

102 -5x10° mbar
4 ks x 7 ccm zéasobnik

ano

ano



Pneumatické tienidlo na tienenie zdrojov naparovania
Monitor rychlosti naparovania s pneumatickym
tienidlom

Oddelena vkladacia komora (VK) pneumatickym
ventilom pre vzorky s hrani¢nym tlakom

Nezavisly bezolejovy ¢erpaci systém VK s Cerpacou
rychlostou pre N2 a meranim tlaku v plnom rozsahu
drziak vzoriek na vel'ké substraty rozmerov

drziaky vzoriek na malé substraty rozmerov

Vyhrev vzoriek pocas depozicie na teplotu

Automatické meranie a riadenie teploty drziaka vzoriek
umoziujuci sucasnu automaticku rotaciu a naklon
vzorky pocas depozicie.

I6onovy Ar zdroj na Cistenie vzoriek s riadenim prietoku
plynu

Automaticky systém riadenia a naptstania dvoch
nezavislych plynov

Automaticky riadiaci systém na riadenie a kontrolu
ventilov, vakuovych vyvev, vakuovych mierok, plynov,
zdrojov naparovania, vyhrevu vzoriek

Riadiaci systém pre kodepoziciu a multivrstvovi
depoziciu

PC uzivatel'ské rozhranie s klavesnicou a monitorom

Doprava na miesto ur¢enia a instalacia zariadenia
Skolenie pre pokrocilé ovladanie a udrzbu vsetkych

prvkov a funkcii zariadenia
Prislusenstvo

3ks
2ks

5x107 mbar
650 I/s

2 palce
1x1 cm, 4 ks

950 °C

ano

ano
ano

ano

ano
ano
ano

V rozsahu 4 dni

O O O O

naparovanie

O

10 cievok pre elektrénovy zdroj
10 cievok pre i6novy zdroj

40 odporovych lodiciek a cievok
20 kelimkov pre elektronové

40 krystalov pre meranie naparovacej

2

3ks
2ks

5x107 mbar

650 I/s

2 palce
1x1 cm, 4 ks

950 °C

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

V rozsahu 4 dni

O O O O O

10 cievok pre elektronovy zdroj

10 cievok pre i6novy zdroj

40 odporovych lodi¢iek a cievok

20 kelimkov pre elektronové naparovanie

40 krystalov pre meranie naparovacej rychlosti



rychlosti

suvisiace sluzby doprava na miesto urcenia, vynesenie na = doprava na miesto ur¢enia, vynesenie na miesto
miesto inStalacie, manipulacia, inStalacia inStalacie, manipulacia, inStalacia
a sprevadzkovanie, zaskolenie a sprevadzkovanie, zaskolenie

certifikacie zariadenie musi byt certifikované pre zariadenie je certifikované pre pouzitie v EU. Na
pouzitie v EU. Na zariadenie musi byt zariadenie je vydany certifikat s pésobnostou v SR,
vydany certifikat s pdsobnost'ou v SR vydany autorizovanou institiciou.
alebo v EU, vydany autorizovanou
inStitaciou.

Zaruka min. 2 roky 2 roky

Z dovodu zabezpecenia kompatibility s existujicimi zariadeniami pouzivanymi verejnym obstaravatelom alebo inymi preferenciami verejného
obstaravatela, preferuje verejny obstaravatel' zariadenie Vakuovy naparovaci systém od firmy Bestec GmbH. Verejny obstaravatel bude
akceptovat’ aj iné¢ zariadenia (ekvivalent) za predpokladu splnenia vSetkych pozadovanych technickych vlastnosti a pri dodrzani kompatibility.
V pripade pochybnosti si verejny obstaravatel’ vyhradzuje pravo poziadat’ uchadzaca o praktické preverenie ponukanych parametrov zariadenia
bud’ v priestoroch verejného obstaravatela alebo uchadzaca, pripadne referen¢nou navstevou na mieste instalacie pontkaného zariadenia.

Identifikacia ponikaného zariadenia 1.1:

Vyrobca ponukaného zariadenia: BESTEC GmbH
Typové alebo modelové oznacenie pontikaného zariadenia: Vakuovy naparovaci systém BESTEC
Dizka trvania zaruky v mesiacoch: 24 mesiacov
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